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WYKORZYSTANIE ZnO W CHARAKTERZE
WARSTW TCL OGNIW SLONECZNYCH
NOWEJ GENERACJI

STRESZCZENIE W ciggu ostatnich lat fotowoltaika wkro-
czyta na droge bardzo dynamicznego rozwoju co przektada sie na
gwatfowny wzrost wielko$ci produkcji ogniw stonecznych. Jedno-
cze$nie rosngcy procent rynku stanowig cienkowarstwowe przy-
rzgdy nowej generacji o niskiej cenie i elastycznej konstrukcji.
Do petnego wykorzystania ich zalet w tym potencjalnej elastycz-
nosci struktury konieczna jest adaptacja odpowiednich transparen-
tnych warstw przewodzgcych TCL (ang: Transparent Conductive
Layers). Do grupy materiatéw o potencjalnych korzystnych wtasci-
wosciach z punktu wykorzystania w roli elektrody transparentnej
naleza odmiany tlenku cynku. Prezentowana praca jest posSwie-
cona badaniom wta$ciwosci cienkich warstw ZnO:Al wytworzonych
metodg PLD (ang: Pulsed Laser Deposition) do zastosowan w char-
terze transparentnej elektrody przewodzgcej elastycznych, cienko-
warstwowych ogniw stonecznych. Opis technologii wytwarzania
Jest uzupetniony o wszechstronng analize parametrow mechanicznych
i optoelektronicznych uzyskanych warstw na podfozach elastycz-
nych i sztywnych. Zaprezentowane sq modele numeryczne proto-
typowych konstrukcji ogniw. Przedstawione sgq rowniez pierwsze
wyniki pomiarow eksperymentalnej konstrukcji ogniwa stonecz-
nego wyposazonego w otrzymangq warstwe.
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ZnO LAYERS IN APPLICATION AS TCL
FOR NEW GENERATION OF SOLAR CELLS
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ABSTRACT Rapid development of photovoltaics, which
may be recently observed, is transferred to a mass-production
scale of PV industry. At the same time constant growth of
inexpensive thin-film, flexible devices leads to their significant
share in the PV market. However, the potential profits of thin
film applications are limited by proper technology and materials
adaptation. Important element for most of these devices is
a transparent electrode made of appropriate Transparent
Conductive Layer (TCL). This paper is dedicated to practical
investigation of ZnO:Al layer prepared by Pulsed Laser
Deposition (PLD) technology as the emitter electrode of thin
film solar cells. The production technology description is detailed
and supplemented by mechanical and opto-electrical parameters
measurements and simulations. Described layer is prepared
and examined on traditional and transparent flexible substrates as
well. The concepts and first realization of the new cell structure
are given.
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